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(57)【要約】
【課題】クレヨン等を筆記具として用いた時に、筆記性と消去性のバランスに優れ、さら
に、室内照明等の光が照射されても、ぎらつきが少なく、どの方向からも見やすい防眩性
に優れた筆記シートを提供すること。
【解決手段】樹脂製基材シートの表面に、主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解性シリル基
を有するビニル系重合体（Ａ）を含有するコーティング剤からなるコーティング剤層を有
してなり、かつ、表面に微細凹凸構造を有することを特徴とする筆記シート。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
樹脂製基材シートの表面に、主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解性シリル基を有するビニ
ル系重合体（Ａ）を含有するコーティング剤からなるコーティング剤層を有してなり、か
つ、表面に微細凹凸構造を有することを特徴とする筆記シート。
【請求項２】
前記加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）が、さらに主鎖末端及び／又は側
鎖に水酸基を有することを特徴とする請求項１に記載の筆記シート。
【請求項３】
前記加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）が、さらに主鎖末端及び／又は側
鎖にポリシロキサン構造を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の筆記シート。
【請求項４】
前記ポリシロキサン構造がジアルキルポリシロキサン構造であることを特徴とする請求項
３に記載の筆記シート。
【請求項５】
コーティング剤が、一般式（Ｉ）：
（Ｒ１Ｏ）４－ａ－Ｓｉ－Ｒ２

ａ　（Ｉ）
（式中、Ｒ１は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基又は炭素数７
～１０のアラルキル基を示し、Ｒ２は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のア
リール基又は炭素数７～１０のアラルキル基を示し、ａは０又は１を示し、複数個のＲ１

はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。）
で表されるシリコン化合物及び／又はその部分加水分解縮合物（Ｂ）をさらに含有するこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の筆記シート。
【請求項６】
コーティング剤が、イソシアナート基を２個以上有する化合物をさらに含有することを特
徴とする請求項２～５のいずれかに記載の筆記シート。
【請求項７】
樹脂製基材シートの表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布することに
より得られる請求項１～６のいずれかに記載の筆記シート。
【請求項８】
請求項１～７のいずれかに記載の筆記シートを有してなる筆記ボード。
【請求項９】
樹脂製基材シートの表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布することを
特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の筆記シートを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、クレヨンタイプの筆記具を用いた時に、筆記性と消去性に優れ、さらに、光が
乱反射されるために防眩性に優れた筆記用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
従来から、掲示板等の、多くの人に情報を提供するための簡易な手段として、黒板が使用
されてきた。黒板は、白墨を用いて容易に文字や図形を描くことができ、布等の消去具で
拭き取ることにより、容易に消去することができる。しかし、白墨を用いて文字、図形を
描く際、あるいは、描いた図形等を拭き取る際、白墨の粉塵が黒板周辺に浮遊するため、
人体の呼吸器に悪影響を与えるとの問題がある。
【０００３】
このため、黒板に代わるものとして、白墨の粉塵の発生がない、白色ボード（ホワイトボ
ード）が、一般に使用されるようになっている。白色ボードは、一般に、アルミニウム等
の金属板の基材の上に、白色塗料等の白色樹脂層が形成されたものである。白色ボードは
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、水溶性あるいはアルコール可溶性の親水性のインクで、容易に文字や図形を描くことが
でき、布等の消去具で拭き取ることにより、容易に消去することができる。しかし、イン
クを拭き取る際には、やはり、粉塵が発生するという問題があり、また、特に、油性のイ
ンクを用いた場合は、溶剤の揮発により、使用者に対して健康上の問題が生じる。さらに
、使用中あるいはキャップの閉め忘れ等により溶剤が揮発し、筆記具としての寿命が短く
、比較的短期間で書けなくなってしまうという問題もある。
【０００４】
これら従来の筆記具の問題点を改良したものとして、例えば特許文献１、２に記載されて
いるような、クレヨンタイプの筆記具が開発された。これは、高融点のワックスに、顔料
、界面活性剤等を配合して得られるもので、白墨や水性、油性インクのように、筆記や消
去の際に粉塵が飛散することはなく、有機溶剤の揮散による人体への悪影響もない。また
、使用の途中で書けなくなってしまうこともなく、最後まで使い切ることができる、とい
った利点を有している。
【０００５】
一方、これらクレヨンを使用するための筆記シートとしては、例えば、特許文献３に記載
されているように、表面にエンボス加工が施された所要粗度を有する表面材を備えている
ものが提案され、使用されている。エンボス加工を施すことによって、表面が平滑でなく
なるために、クレヨンでの筆記性が向上し（クレヨンの乗りがよくなる）、また、エンボ
ス面で光が乱反射するので、例えば室内照明からの光が特定の方向に強く反射することが
ない、即ち、防眩性に優れるという特徴を有する。その反面、クレヨンがエンボスの凹部
に入り込んでしまうために拭き取りにくい、即ち、消去性が悪いという問題があった。エ
ンボス密度を疎にしたり、凹凸の深さを浅くすることによって、消去性を改良することは
できるが、逆にクレヨンが表面で滑ってしまうために筆記性が悪くなったり、光が乱反射
しにくくなるため、見る方向によっては描かれた文字や図形が見づらいという問題が生じ
ていた。
【特許文献１】特公平１－４９７５２号公報
【特許文献２】特開２００７－３１６１２号公報
【特許文献３】特開２００６－１８１９５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
従って、本発明の目的は、乾式又は湿式筆記具、特にクレヨン等を筆記具として用いた時
に、筆記性と消去性のバランスに優れ、さらに、室内照明等の光が照射されても、ぎらつ
きが少なく、どの方向からも見やすい防眩性に優れた筆記シートを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明者らは、上記課題を解決するため鋭意検討した結果、樹脂製基材シートの表面にコ
ーティング剤層を有し、かつ、表面に微細凹凸構造を有する筆記シートとすることにより
、上記課題が解決されることを見出し、本発明を完成した。
つまり、筆記シートの表面に微細凹凸構造を有することにより、クレヨン等で文字等を記
載した際に滑ってしまうことがなく、鮮明に描画することができ（筆記性が良好）、また
、光が乱反射されるので、光が特定の方向に強く反射して、文字や図形が見にくくなって
しまうことがない（防眩性が良好）。さらに、筆記シート表面が特定の有機樹脂でコーテ
ィングされているために、筆記シート表面が硬質となり、描いた文字等を布等で拭き取れ
ば、容易に消去することができる（消去性が良好）。
【０００８】
即ち、本発明は、
（１）樹脂製基材シートの表面に、主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解性シリル基を有す
るビニル系重合体（Ａ）を含有するコーティング剤からなるコーティング剤層を有してな
り、かつ、表面に微細凹凸構造を有することを特徴とする筆記シート；
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（２）前記加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）が、さらに主鎖末端及び／
又は側鎖に水酸基を有することを特徴とする（１）に記載の筆記シート；
（３）前記加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）が、さらに主鎖末端及び／
又は側鎖にポリシロキサン構造を有することを特徴とする（１）又は（２）に記載の筆記
シート；
（４）前記ポリシロキサン構造がジアルキルポリシロキサン構造であることを特徴とする
（３）に記載の筆記シート；
【０００９】
（５）コーティング剤が、一般式（Ｉ）：
（Ｒ１Ｏ）４－ａ－Ｓｉ－Ｒ２

ａ　（Ｉ）
（式中、Ｒ１は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基又は炭素数７
～１０のアラルキル基を示し、Ｒ２は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のア
リール基又は炭素数７～１０のアラルキル基を示し、ａは０又は１を示し、複数個のＲ１

はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。）
で表されるシリコン化合物及び／又はその部分加水分解縮合物（Ｂ）をさらに含有するこ
とを特徴とする（１）～（４）のいずれかに記載の筆記シート；
（６）コーティング剤が、イソシアナート基を２個以上有する化合物をさらに含有するこ
とを特徴とする（２）～（５）のいずれかに記載の筆記シート；
（７）樹脂製基材シートの表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布する
ことにより得られる（１）～（６）のいずれかに記載の筆記シート；
（８）（１）～（７）のいずれかに記載の筆記シートを有してなる筆記ボード；
（９）樹脂製基材シートの表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布する
ことを特徴とする（１）～（６）のいずれかに記載の筆記シートを製造する方法；
に関する。
【００１０】
以下に、本発明をその実施の形態に基づいて詳細に説明する。
本発明の筆記シートは、樹脂製基材シートの表面に、主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解
性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）を含有するコーティング剤からなるコーティン
グ剤層を有してなり、かつ、表面に微細凹凸構造を有するものである。
【００１１】
＜樹脂製基材シート＞
本発明に使用可能な樹脂製基材シート（以下、基材シートともいう）としては、熱可塑性
樹脂からなるシートやフィルム等が好ましく挙げられる。
熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート等の結晶性ポリエステル、
１，４－シクロヘキサンジカルボン酸等を共重合させた非晶性ポリエステル、ポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリカーボネート、ポリス
チレン、ポリアミド、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体（ＡＢＳ樹脂）
等が挙げられる。
【００１２】
当該基材シートは従来の方法により得ることができる。
また、当該基材シートは、白色不透明、着色、あるいは無色透明でもよく、さらに部分的
に着色されたもの、即ち、印刷模様や絵柄を有するものでもよく、このような着色や印刷
は、いずれも従来技術に準じて行うことができる。また、上記基材シートは、コーティン
グ剤との密着性を改良する目的で、表面にプライマー処理、コロナ放電処理、プラズマ放
電処理等を施したものでもよい。
【００１３】
当該基材シートの厚みは、好ましくは１０～５００μｍ程度、より好ましくは５０～３０
０μｍ程度である。１０μｍ以上であると強度の点で好ましく、５００μｍ以下であると
コストの点から好ましい。
【００１４】
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＜コーティング剤＞
本発明においては、上記基材シート表面に、コーティング剤層を有する。つまり、上記基
材シート上に、コーティング剤を塗布し、コーティング剤層を形成する。コーティング剤
層は、クレヨン等を用いて描いた文字や図形を消去しやすくする目的の他に、基材シート
の表面に硬度を付与するために設けられる。コーティング剤層を有することにより、筆記
シートの表面に耐磨耗性が付与され、クレヨン等での筆記と消去の作業が繰り返されても
、表面に傷が付くことがなく、筆記シートとして長期に安定した筆記性と消去性が得られ
る。
【００１５】
（主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ））
本発明におけるコーティング剤は、主鎖末端及び／又は側鎖に加水分解性シリル基を有す
るビニル系重合体（Ａ）を含有するものである。
加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）は、その硬化の際、強固なシロキサン
結合を形成し、これにより筆記シートの表面に耐磨耗性が付与され、クレヨン等での筆記
と消去の作業が繰り返されても、表面に傷が付くことがない。
また、（Ａ）成分中の加水分解性シリル基により、優れた消去性を付与することができる
。
【００１６】
加水分解性シリル基としては、特に限定されないが、例えば、トリメトキシシリル基、ト
リエトキシシリル基、トリイソプロポキシシリル基、メトキシジエトキシシリル基、エト
キシジメトキシシリル基、ジメトキシメチルシリル基、ジエトキシメチルシリル基、ジイ
ソプロポキシメチルシリル基、メトキシジメチルシリル基、エトキシジメチルシリル基、
トリアセトキシシリル基等が挙げられる。このうち、好ましくは、トリメトキシシリル基
、トリエトキシシリル基、ジメトキシメチルシリル基等である。
【００１７】
加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）成分は、例えば、加水分解性シリル基
含有ビニル系単量体（ａ）成分とその他の共重合可能な単量体（ｂ）成分を、従来公知の
ラジカル重合、即ち、過酸化物系開始剤、アゾ系開始剤等を用いたフリーラジカル重合等
を用いて重合することにより、製造することができる。
過酸化物系開始剤としては、例えば、過硫酸カリウム、クメンハイドロパーオキサイド等
が挙げられる。
アゾ系開始剤としては、例えば、２，２’－アゾビス－２－メチルブチロニトリル、２，
２’－アゾビス－２，４－ジメチルバレロニトリル等が挙げられる。
フリーラジカル重合は、公知のフリーラジカル重合であれば構わず、特に限定されない。
【００１８】
加水分解性シリル基含有ビニル系単量体（ａ）成分の具体例としては、ビニルトリメトキ
シシラン、ビニルメチルジメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルメチルジ
エトキシシラン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、ビニルトリイソプロポ
キシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－（メタ）アク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリエト
キシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－（メタ）
アクリロキシプロピルトリ－ｎ－プロポキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピル
トリイソプロポキシシラン、ビニルトリアセトキシシラン、β－（メタ）アクリロキシエ
チルトリメトキシシラン等が挙げられる。
【００１９】
取扱いの容易さ、価格及び重合安定性、得られる組成物の硬化性が優れるという点から、
γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロ
ピルメチルジメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、
γ－（メタ）アクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン等が特に好ましい。
【００２０】
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当該加水分解性シリル基含有ビニル系単量体（ａ）成分は、単独で用いてもよいし、また
２種以上を併用しても良い。
（ａ）成分は、（Ａ）成分作製に用いられる全単量体１００重量部中、２～５０重量部用
いて共重合することが望ましい。２重量部未満では、充分な硬度が発現しなかったり、消
去性が向上しなかったりする場合がある。一方、５０重量部を越えると貯蔵安定性が低下
しやすくなる傾向がある。
【００２１】
その他の共重合可能な単量体（ｂ）成分の具体例としては、（メタ）アクリル酸；メチル
（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート
、ｉ－ブチル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル
（メタ）アクリレート、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）
アクリレート、ラウリル（メタ）アクリレート、ベンジル（メタ）アクリレート、３，３
，５－トリメチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレー
ト、イソボルニル（メタ）アクリレート等の（メタ）アクリル酸エステル系化合物；（メ
タ）アクリルアミド、α－エチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ブトキシメチル（メタ）
アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－メチル（メタ）アクリ
ルアミド、Ｎ－メチロール（メタ）アクリルアミド等のアクリルアミド；（メタ）アクリ
ロイルモルホリン；（メタ）アクリル酸のヒドロキシアルキルエステル類とリン酸又はリ
ン酸エステル類との縮合生成物等のリン酸エステル基含有（メタ）アクリル系化合物；ス
チレン、α－メチルスチレン、クロロスチレン、スチレンスルホン酸、４－ヒドロキシス
チレン、ビニルトルエン等の芳香族炭化水素系ビニル化合物；マレイン酸、フマル酸、イ
タコン酸、（メタ）アクリル酸等の不飽和カルボン酸、及び、これらのアルカリ金属塩、
アンモニウム塩、アミン塩等の塩；無水マレイン酸等の不飽和カルボン酸の酸無水物、こ
れら酸無水物と炭素数１～２０の直鎖状又は分岐状のアルコール又はアミンとのジエステ
ル又はハーフエステル等の不飽和カルボン酸のエステル；酢酸ビニル、プロピオン酸ビニ
ル、ジアリルフタレート等のビニルエステルやアリル化合物；ビニルピリジン、アミノエ
チルビニルエーテル等のアミノ基含有ビニル系化合物；イタコン酸ジアミド、クロトン酸
アミド、マレイン酸ジアミド、フマル酸ジアミド、Ｎ－ビニルピロリドン等のアミド基含
有ビニル系化合物；（メタ）アクリロニトリル、２－ヒドロキシエチルビニルエーテル、
メチルビニルエーテル、シクロヘキシルビニルエーテル、塩化ビニル、塩化ビニリデン、
クロロプレン、プロピレン、ブタジエン、イソプレン、フルオロオレフィンマレイミド、
Ｎ－ビニルイミダゾール、ビニルスルホン酸等のその他ビニル系化合物等が挙げられる。
なお、本発明において「（メタ）アクリル」という表現は、アクリル及び／又はメタアク
リルを表すものとする。
【００２２】
当該その他の共重合可能な単量体（ｂ）成分は、単独で用いてもよいし、また２種以上を
併用しても良い。
（ｂ）成分は、（Ａ）成分作製に用いられる全単量体１００重量部中、２０～９８重量部
用いて共重合することが望ましい。当該範囲内であると、基材シートへの追従性により優
れる点から好ましい。
【００２３】
また、加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）は、さらに主鎖末端及び／又は
側鎖に水酸基を有していてもよい。
つまり、（Ａ）成分作製に用いられる単量体として、（ａ）成分及び（ｂ）成分以外に、
さらに水酸基含有ビニル系単量体及び／又はその誘導体（ｃ）成分を用いることができる
。なお、当該（ｃ）成分を用いる場合には、後述のように、架橋剤としてイソシアナート
基を２個以上有する化合物を使用することができる。
【００２４】
水酸基含有ビニル系単量体及び／又はその誘導体（ｃ）成分の具体例としては、２－ヒド
ロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、２
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－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート
、グリセロールモノ（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチルビニルエーテル、Ｎ－
メチロール（メタ）アクリルアミド、４－ヒドロキシスチレンビニルトルエン、２－ヒド
ロキシ－３－フェノキシプロピルアクリレート、４－ヒドロキシスチレン、末端に水酸基
を有するアクリル酸エステルオリゴマー（日本触媒化学工業（株）製のＨＥ－１０、ＨＥ
－２０、ＨＰ－１、ＨＰ－２等）、ポリアルキレングリコール（メタ）アクリレート誘導
体（日油（株）製のブレンマーＰＰシリーズ、ブレンマーＰＥシリーズ、ブレンマーＰＥ
Ｐシリーズ等）、ポリカーボネート含有ビニル系化合物（ダイセル化学工業（株）製のＰ
ｌａｃｃｅｌＦＭ－１、ＦＭ－４等）等が挙げられる。
好ましい（ｃ）成分としては、後述するポリイソシアナートとの反応性に優れるという点
から、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）アク
リレート等が挙げられる。
【００２５】
当該水酸基含有ビニル系単量体及び／又はその誘導体（ｃ）成分は、単独で用いてもよい
し、また２種以上を併用しても良い。
（ｃ）成分を用いる場合は、（Ａ）成分作製に用いられる全単量体１００重量部中、１～
５０重量部用いて共重合することが好ましい。１重量部未満では、（ｃ）成分使用による
柔軟性や付着性の向上効果が期待できない場合がある。一方、５０重量部を越えるとシロ
キサン架橋の生成が遅くなる場合がある。
【００２６】
また、加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）が、さらに主鎖末端及び／又は
側鎖にポリシロキサン構造を有していてもよい。
つまり、（Ａ）成分において、主鎖末端及び／又は側鎖にさらにポリシロキサン構造を導
入することも可能である。ポリシロキサン構造を導入することにより、コーティング剤層
（塗膜）表面が撥水性となり、消去性により優れ、筆記性と消去性のバランスがより良好
な筆記シートを得ることができる。
【００２７】
ポリシロキサン構造としては、特に限定されないが、例えば下記式で表される構造等が挙
げられる。
【００２８】
【化１】

【００２９】
（式中、Ｒは炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基又は炭素数７～
１０のアラルキル基を示し、ｎは１～５００の整数を示し、複数個のＲはそれぞれ同一で
も異なっていてもよい。）
【００３０】
Ｒにおける炭素数１～１０のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピ
ル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル
基等が挙げられる。
炭素数６～１０のアリール基としては、例えば、フェニル基等が好ましく挙げられる。
炭素数７～１０のアラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェネチル基等が好まし
く挙げられる。
中でも、入手のし易さや、目的とする撥水性に優れる点から、Ｒがメチル基、エチル基、
フェニル基であることが好ましい。
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【００３１】
ポリシロキサン構造の導入方法としては、（メタ）アクリル酸変性ポリシロキサンを用い
て、上記ラジカル重合により（ａ）成分及び（ｂ）、（ｃ）成分と共重合する方法や、ア
ミノ基や水酸基変性ポリシロキサンを用いて、イソシアナート等を架橋剤として樹脂骨格
に導入する方法や、エポキシ変性ポリシロキサンとカルボン酸との反応により導入する方
法等が挙げられる。
中でも、（メタ）アクリル酸変性ポリシロキサンを用いて、上記ラジカル重合により共重
合する方法が撥水性が高く、より外観に優れるため好ましい。
【００３２】
（メタ）アクリル酸変性ポリシロキサンの具体例としては、片末端（メタ）アクリロキシ
プロピルジメチルポリシロキサン、片末端（メタ）アクリロキシプロピルフェニルメチル
ポリシロキサン、（メタ）アクリロキシプロピルトリス（トリメチルシロキシ）シロキサ
ン、両末端（メタ）アクリロキシプロピルジメチルポリシロキサン、両末端（メタ）アク
リロキシプロピルフェニルメチルポリシロキサン等が挙げられ、チッソ（株）製のサイラ
プレーンＦＭ－０７２１、ＦＭ－０７２５、ＴＭ－０７０１、ＦＭ－７７２１、ＦＭ－７
７２５等が市販されている。
【００３３】
アミノ基変性ポリシロキサンの具体例としては、片末端もしくは両末端あるいは側鎖をア
ミノ基で変性したポリシロキサン等が挙げられ、チッソ（株）製のサイラプレーンＦＭ－
３３２５、東レ・ダウコーニング（株）製のＦＺ－３７８５、ＢＹ１６－８９３等が市販
されている。
水酸基変性ポリシロキサンの具体例としては、片末端もしくは両末端あるいは側鎖を水酸
基で変性したポリシロキサン等が挙げられ、チッソ（株）製のサイラプレーンＦＭ－０４
２５、ＦＭ－ＤＡ２１、ＦＭ－４４２５等が市販されている。
エポキシ変性ポリシロキサンの具体例としては、片末端もしくは両末端あるいは側鎖をエ
ポキシ基で変性したポリシロキサン等が挙げられ、東レ・ダウコーニング（株）製のＳＦ
８４１１、ＳＦ８４２１等が市販されている。
【００３４】
上記ポリシロキサン構造としては、ジアルキルポリシロキサン構造であることが好ましい
。これらの中でも、より消去性を向上させるために、ジメチルポリシロキサン構造がより
好ましい。また、ポリシロキサン構造の導入に用いるポリシロキサンとしては、片末端変
性ポリシロキサンがより好ましい。
上記変性ポリシロキサンを使用する場合、その使用量は、（Ａ）成分作製に用いられる全
単量体１００重量部に対して、０．１～３０重量部が好ましい。０．１重量部未満である
と、変性ポリシロキサン使用により期待される撥水性が十分発現されない場合がある。ま
た３０重量部を越えると、シロキサン架橋の生成が遅くなる傾向がある。
【００３５】
上記のようにして得られる（Ａ）成分の数平均分子量は、作業性の点から、２０００～１
０００００が好ましく、３０００～５００００がより好ましい。
当該数平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー（ＧＰＣ）におけるポリ
スチレン換算により測定することができる。
【００３６】
（シリコン化合物及び／又はその部分加水分解縮合物（Ｂ））
本発明におけるコーティング剤は、さらに、シリコン化合物及び／又はその部分加水分解
縮合物（Ｂ）を含有することができる。当該（Ｂ）成分を使用する場合には、コーティン
グ剤層（塗膜）の硬度をより高めることができ、消去性がより向上する。
【００３７】
当該シリコン化合物及び／又はその部分加水分解縮合物（Ｂ）としては、一般式（Ｉ）
（Ｒ１Ｏ）４－ａ－Ｓｉ－Ｒ２

ａ　（Ｉ）
（式中、Ｒ１は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基又は炭素数７
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～１０のアラルキル基を示し、Ｒ２は炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のア
リール基又は炭素数７～１０のアラルキル基を示し、ａは０又は１を示し、複数個のＲ１

はそれぞれ同一でも異なっていてもよい。）
で表されるシリコン化合物及び／又はその部分加水分解縮合物等が挙げられる。
なお、上記一般式（Ｉ）は、（Ｂ）成分のうちのシリコン化合物を表す式であり、その部
分加水分解縮合物とは、当該シリコン化合物が一部加水分解・縮合したものである。
【００３８】
また、上記一般式（Ｉ）中のＲ１、Ｒ２における炭素数１～１０のアルキル基、炭素数６
～１０のアリール基、炭素数７～１０のアラルキル基については、上述のＲにおける炭素
数１～１０のアルキル基、炭素数６～１０のアリール基、炭素数７～１０のアラルキル基
それぞれの例示と同じもの等が挙げられる。また、Ｒ１としては、コーティング剤層（塗
膜）の外観や硬度の点からメチル基、エチル基等が好ましい。Ｒ２としては、入手のしや
すさや硬度の点からメチル基、エチル基、フェニル基等が好ましい。
【００３９】
（Ｂ）成分の具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラ－
ｎ－プロポキシシラン、テトラ－ｉ－プロポキシシラン、テトラ－ｎ－ブトキシシラン、
テトラ－ｉ－ブトキシシラン、テトラ－ｔ－ブトキシシラン等、及び、それらの部分加水
分解・縮合物等が例示できる。中でも、得られる塗膜の外観が優れるという点から、テト
ラメトキシシラン、テトラエトキシシラン等、及び、それらの部分加水分解・縮合物等が
好ましく、市販品としては、メチルシリケート５１、メチルシリケート５６（以上、三菱
化学（株）製）、エチルシリケート４０（コルコート（株）製）等が好ましい。
上記化合物は１種単独で用いてもよく、２種以上を併用しても良い。
【００４０】
また、同一分子中に異なったアルコキシシリル基を含有するシリコン化合物も使用可能で
あり、例えば、メチルエチルシリケート、メチルプロピルシリケート、メチルブチルシリ
ケート、エチルプロピルシリケート、プロピルブチルシリケート等が挙げられる。これら
の置換基（アルコキシ基）は任意に変更することができる。また、これらのシリコン化合
物の部分加水分解・縮合物も使用可能であるが、縮合度は、塗膜表面への移行のし易さの
点から、好ましくは１～２０程度、より好ましくは３～１５である。
【００４１】
（Ｂ）成分を使用する場合、その使用量としては、（Ａ）成分１００重量部に対して、好
ましくは５～１００重量部、より好ましくは１０～５０重量部、さらに好ましくは１０～
２０重量部である。（Ｂ）成分の量が５重量部未満では、（Ｂ）成分使用により期待され
る、より優れた消去性が得られにくい傾向があり、１００重量部を超えると、塗膜が硬く
なりクラックが入ったり、充分な外観が得られにくくなる傾向がある。
【００４２】
（脱水剤）
（Ａ）成分中の加水分解性シリル基含有ビニル系単量体（ａ）成分や、シリコン化合物及
び／又はその部分加水分解縮合物（Ｂ）成分が、湿分との反応性を有するため、コーティ
ング剤中に、さらに脱水剤を配合することによって、コーティング剤の保存安定性を向上
させることができる。
脱水剤としては、例えば、オルソ蟻酸アルキル（オルソ蟻酸メチル、オルソ蟻酸エチル、
オルソ蟻酸ブチル等）、オルソ酢酸アルキル（オルソ酢酸メチル、オルソ酢酸エチル、オ
ルソ酢酸ブチル等）等のオルソカルボン酸エステル；オルソほう酸メチル、オルソほう酸
エチル、オルソほう酸ブチル等のオルソほう酸アルキル；テトラメトキシシラン、テトラ
エトキシシラン、メチルトリメトキシシラン等の高活性シラン化合物等が挙げられる。
脱水剤を使用する場合、その使用量としては、（Ａ）成分１００重量部に対して、好まし
くは０．１～１０重量部である。
【００４３】
（硬化触媒）
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加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）は、加水分解縮合し、架橋して硬化皮
膜を形成するが、架橋反応を促進するために、通常は触媒が使用される。
触媒としては、特に限定されず、公知のシラノール縮合触媒が挙げられ、具体的には、ジ
ブチル錫ジラウレート、ジブチル錫ジメトキシド、ジブチル錫ジアセチルアセトネート、
ジブチル錫ビスブチルマレート、ジブチル錫ビスイソオクチルチオグリコレート、オクチ
ル酸錫等の錫系化合物；テトラエチルチタネート、テトライソプロピルチタネート、ジイ
ソプロピルチタンビス（エチルアセトアセテート）等のチタン系化合物；アルミニウムト
リスアセチルアセトナート、アルミニウムトリス（エチルアセトアセテート）等のアルミ
ニウム系化合物等が挙げられる。
硬化触媒を使用する場合、その使用量としては、（Ａ）成分１００重量部に対して、好ま
しくは０．０１～２０重量部である。
【００４４】
（イソシアナート基を２個以上有する化合物）
コーティング剤は、イソシアナート基を２個以上有する化合物をさらに含有することがで
きる。つまり、（Ａ）成分作製に用いられる単量体として、水酸基含有ビニル系単量体及
び／又はその誘導体（ｃ）成分を用いる場合には、架橋剤としてイソシアナート基を２個
以上有する化合物（以下、ポリイソシアナート化合物ともいう）を使用することができ、
これによりウレタン架橋を導入することができる。ウレタン架橋を導入することにより、
基材シートの曲げ延ばしに対する柔軟性がより向上したり、基材シートに対する付着性が
より向上する傾向がある。
【００４５】
当該ポリイソシアナート化合物としては、脂肪族系ポリイソシアナート、芳香族系ポリイ
ソシアナート等が挙げられる。
脂肪族系ポリイソシアナートとしては、ヘキサメチレンジイソシアナート、ジシクロヘキ
シルメタン４，４’－ジイソシアナート、２，２，４－トリメチル－１，６－ジイソシア
ナート、イソフォロンジイソシアナート等が挙げられる。
芳香族系ポリイソシアナートとしては、２，４－トリレンジイソシアナート、２，６－ト
リレンジイソシアナート、ジフェニルメタン－４，４’－ジイソシアナート、キシレンジ
イソシアナート、ポリメチレン－ポリフェニレン－ポリイソシアナート等が挙げられる。
構造としては、ともに単量体、ビュレット型、アダクト型、イソシアヌレート型がある。
当該ポリイソシアナート化合物は、単独で用いてもよいし、また２種以上を併用しても良
い。
【００４６】
当該ポリイソシアナート化合物は、常温硬化用に用いることができるが、さらにこれらの
イソシアナート基をブロック剤でマスクしたものを加熱硬化用に用いることもできる。
当該ブロック剤としては、メチルアルコール、エチルアルコール、ｎ－プロピルアルコー
ル、イソプロピルアルコール、ｎ－ブチルアルコール、ｓｅｃ－ブチルアルコール、メチ
ルセルソルブ、エチルセルソルブ、ブチルセルソルブ、ベンジルアルコール、フルフリル
アルコール、シクロヘキシルアルコール、フェノール、ｏ－クレゾール、ｍ－クレゾール
、ｐ－クレゾール、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール、チモール、ｐ－ニトロフェノール
、β－ナフトール等が挙げられる。また、これらのブロック剤は、１種単独でも、２種以
上混合して用いることもできる。
イソシアナート基を２個以上有する化合物の使用量としては、（Ａ）成分中に存在する水
酸基量に対して、イソシアナート基が０．３等量以上２等量以下であることが好ましい。
【００４７】
（他の添加剤）
本発明においては、硬化速度を調整する目的で、メルカプト基含有化合物をコーティング
剤に配合することができる。
メルカプト基含有化合物の具体例としては、ｎ－ドデシルメルカプタン、ｔ－ドデシルメ
ルカプタン、ｎ－ブチルメルカプタン等のアルキルメルカプタン化合物；γ－メルカプト
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プロピルトリメトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリエトキシシラン等のメルカプ
トシラン化合物等が挙げられる。
メルカプト基含有化合物を使用する場合、その使用量としては、（Ａ）成分１００重量部
に対して、好ましくは０．１～２０重量部である。
【００４８】
また、基材シートとの付着性を向上させる目的で、シランカップリング剤をコーティング
剤に配合することもできる。
シランカップリング剤の具体例としては、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、３－
（２－アミノエチル）アミノプロピルトリメトキシシラン等のアミノシラン；γ－グリシ
ドキシプロピルトリメトキシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルト
リメトキシシラン等のエポキシシラン等が挙げられる。
シランカップリング剤を使用する場合、その使用量としては、（Ａ）成分１００重量部に
対して、好ましくは０．１～５０重量部である。
【００４９】
（溶剤）
コーティング剤には、その塗工性をより向上させる目的等で、溶剤を添加することができ
る。
溶剤としては、特に限定されないが、例えば、キシレン、トルエン、酢酸エチル、酢酸ブ
チル、イソプロピルアルコール、ブチルセロソルブ、ミネラルスピリット、ターペン等が
挙げられ、環境への負荷を考慮すると、好ましくは酢酸ブチル、ミネラルスピリット、タ
ーペン等が挙げられる。
溶剤を使用する場合、その使用量は、目的とする塗布膜厚に応じて、塗布方法とともに適
宜調整すればよい。
【００５０】
本発明におけるコーティング剤は、（Ａ）成分と、必要に応じて（Ｂ）成分及び上記他の
各成分を添加し、撹拌、混合すること等により、作製することができる。
【００５１】
＜筆記シート＞
本発明の筆記シートは、上述のように、樹脂製基材シートの表面に、主鎖末端及び／又は
側鎖に加水分解性シリル基を有するビニル系重合体（Ａ）を含有するコーティング剤から
なるコーティング剤層を有してなり、かつ、表面に微細凹凸構造を有するものである。
コーティング剤層は、基材シートの少なくとも片面に有すればよく、また、両面に有して
いてもよい。後述のように、基材シートの片面に粘着剤を塗布して筆記ボードを製造する
ことができることから、片面にコーティング剤層を有することが好ましい。
なお、本発明の筆記シートにおいては、クレヨン等を用いて文字や図形を描くときの筆記
性を向上させるため、また、シート表面での光を乱反射させ、防眩性を付与するために、
その表面に微細凹凸構造を有するものである。
【００５２】
当該筆記シートの製造方法としては、例えば、下記のようないくつかの方法等が挙げられ
る。
ｉ）基材シート表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布する方法。
ｉｉ）基材シート表面にコーティング剤を塗布し、その硬化前、硬化中、又は、完全硬化
後に、微細凹凸構造を付与する方法。
いずれの方法を用いても、筆記シート表面に微細凹凸構造を有するものを作製できるが、
このうち、ｉ）の基材シート表面に微細凹凸構造を付与した後、コーティング剤を塗布す
る方法が、より好ましい。
【００５３】
基材シートへのコーティング剤の塗布方法としては、例えば、ブレードコーティング法、
グラビアコーティング法、ロッドコーティング法、ナイフコーティング法、リバースロー
ルコーティング法、スプレーコーティング法、オフセットグラビアコーティング法、キス
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コーティング法等が挙げられる。このうち、塗布厚の精度、塗布表面の平滑性等に優れた
グラビアコーティング法、リバースロールコーティング法、オフセットグラビアコーティ
ング法等が好適である。
【００５４】
微細凹凸構造を付与する方法としては、例えば、エンボス、サンドブラスト等の物理的手
法を用いる方法等が挙げられる。
当該物理的手法として好ましいのは、エンボス法であり、例えば、エンボスロールを用い
る方法、高周波エンボス法、微細凹凸形状を有するエンボスフィルムを用いる方法等が挙
げられる。
【００５５】
以下に、微細凹凸構造付与方法として、エンボス法を用いた場合の上記ｉ）、ｉｉ）の製
法についてそれぞれ説明する。
ｉ）基材シート表面に微細凹凸構造を付与後、コーティング剤を塗布する方法
所望の微細凹凸形状を有する金属ロール等のエンボスロールを、基材シートがある程度軟
化する温度、例えば、４０～２００℃程度の温度に加熱し、エンボスロールとバックアッ
プロールとの間に基材シートを挟んで、連続的に微細凹凸構造を付与することができる。
基材シート表面に微細凹凸構造を付与後、コーティング剤を塗布する場合、溶剤を含有す
るコーティング剤を用いて塗布することが好ましい。なお、固形分が１００％であるコー
ティング剤を用いる場合は、塗布の際に溶剤で希釈することが好ましい。固形分１００％
のコーティング剤をそのまま塗布し、硬化させると、凹凸構造の凹部が樹脂により埋まっ
てしまい、その結果、表面が平滑になり、クレヨン等の筆記性が低下するとともに、防眩
性が低下する傾向がある。溶剤を含有するコーティング剤を用いて塗布する、又は、固形
分が１００％であるコーティング剤を直前に溶剤で希釈してから塗布すると、硬化前に溶
剤が揮発し、微細凹凸面に沿って硬化皮膜が形成されるので、凹凸構造が保持される。そ
の結果、クレヨン等での筆記性と防眩性が保持され、さらに消去性に優れた筆記シートと
なる。溶剤の含有率又は希釈の倍率は、それぞれの微細凹凸形状に合わせ、クレヨン等の
筆記性、消去性と防眩性が最適なバランスとなるように、適宜、設定される。
【００５６】
ｉｉ）基材シート表面にコーティング剤を塗布後、微細凹凸構造を付与する方法
基材シートにコーティング剤を塗布し、完全に硬化させた後に、微細凹凸構造を付与する
場合は、硬化した樹脂がある程度軟化する温度、例えば８０～１５０℃程度に、エンボス
ロールを加熱し、前記と同様にしてシートに連続的に微細凹凸構造を付与することができ
る。
また、基材シートにコーティング剤を塗布し、必要に応じて溶剤の蒸発や加熱により部分
的に硬化させ、コーティング剤で被覆された層が粘着性を失った状態で、エンボスロール
により微細凹凸構造を形成し、その形成と同時あるいはその後に、熱や電離放射線によっ
て完全に硬化させる方法も好適に用いることができる。
基材シート表面の片面にコーティング剤を塗布後、微細凹凸構造を付与する場合、エンボ
ス加工は、コーティング剤塗布面側から行っても、基材側から行ってもよい。
【００５７】
以上のようにして、筆記シートの表面に形成される微細凹凸構造は、その形状により、ク
レヨン等の筆記性、防眩性及び消去性のバランスに大きな影響を与える。好適には、算術
平均粗さＲａが１．０～１０．０μｍであり、隣接凸部間の平均山間隔Ｓｍが３０～３０
０μｍである。Ｒａ及びＳｍが上記範囲内であると、筆記性と消去性のバランスが良く、
塗布後でも光を拡散し、優れた防眩性を得ることができる。
また、防眩性の別の指標である光沢値については、入射角６０°での光沢値が、好ましく
は５～６０、より好ましくは１０～４０である。光沢値が５よりも低いと、防眩性は良好
であるが、クレヨン等の消去性が低下しやすくなる傾向があり、逆に６０より高いと、防
眩性が低下しやすくなる傾向がある。
なお、本発明における算術平均粗さＲａ、隣接凸部間の平均山間隔Ｓｍ、光沢値のそれぞ
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れの測定方法は、後述の実施例の項で記載したとおりである。
【００５８】
また、以上のようにして得られたコーティング剤層の厚み（乾燥後の厚み）は、筆記性・
防眩性と消去性とのバランスの点から、好ましくは１～５０μｍ、より好ましくは１０～
３０μｍである。
【００５９】
また、基材シートの片面にコーティング剤層を設けた場合には、その裏面、つまり基材シ
ートのコーティング剤層を有さない面側に、粘着剤層を設けることができる。
粘着剤層は、一般に粘着剤組成物を塗布、乾燥することにより形成することができる。
粘着剤組成物の主成分としては、スチレン－ブタジエン共重合体、スチレン－イソプレン
共重合体、スチレン－エチレン－プロピレン共重合体、スチレン－イソブチレン共重合体
等の合成ゴム系ポリマー、アクリル系ポリマー、ポリビニルアルコール、ポリビニルエー
テル等が挙げられる。なお、主成分とは、粘着剤組成物中に上記ポリマーが５０重量％以
上含有されることを意味する。
当該粘着剤組成物には、粘着付与樹脂（ロジン、ロジンエステル、エステルガム、クマロ
ン樹脂、クマロン－インデン樹脂、テルペン樹脂、炭化水素樹脂、フェノール樹脂等）や
軟化剤（脂肪酸エステル、動植物油脂、ワックス、石油重質成分等）を添加することがで
きる。
粘着剤層を設ける場合、コストと強度の点から、その厚さは、好ましくは１～５０μｍ、
より好ましくは３～３０μｍである。
【００６０】
上記粘着剤層上には、離型紙等の離型シートを有することが好ましい。
離型シートの材質としては、特に限定されないが、例えば、上質紙、グラシン紙、ポリエ
ステルフィルム等に、シリコン樹脂、フッ素樹脂等をコーティング、ラミネートしたもの
等が挙げられる。
離型シートを設ける場合、剛性、取り扱い性の点から、その厚さは、好ましくは２０～４
００μｍ、より好ましくは３８～２００μｍである。
【００６１】
本発明の筆記シートは、例えば、乾式又は湿式筆記具用筆記シート等として有用である。
乾式筆記具としては、例えば、クレヨン、チョーク等が挙げられ、湿式筆記具としては、
例えば、白板用のマーカー等が挙げられるが、粉塵の飛散や溶媒の揮発等がない点から、
クレヨン等が好ましい。このように、当該筆記シートは、特にクレヨン等の筆記具用の筆
記シートとして好適に使用できる。
【００６２】
また、本発明の筆記ボードは、上記筆記シートを有してなるものである。
裏面に粘着剤層及び離型シートが設けられた本発明の筆記シートは、例えば、ロール状に
巻き取られ、使用にあたっては、そのロールから必要な分だけ裁断して、離型シートを剥
がし、黒板や壁等に貼りつけることにより、貼りつけた箇所をクレヨン用等の筆記ボード
として使用することができる。また、上記粘着剤層を設けた筆記シートを、金属板、樹脂
板、木板等に貼りつけることにより、筆記ボードとすることも可能である。
【発明の効果】
【００６３】
本発明の筆記シートは、樹脂製基材シートの表面にコーティング剤層を有し、かつ、表面
に微細凹凸構造を有するため、クレヨン等を筆記具として用いた時に、筆記性と消去性の
バランスに優れ、さらに、室内照明等の光が照射されても、ぎらつきが少なく、どの方向
からも見やすく防眩性に優れるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６４】
以下に、本発明を実施例に基づいて説明するが、本発明はこれらによって限定されるもの
ではない。
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なお、下記において、シートの凹凸構造の算術平均粗さは、三次元表面粗さ測定器サーフ
コーダＳＥ－３０Ｋ（（株）小坂研究所製）を用いて、エンボス後のシートの表面解析を
実施して測定した。また、シートの隣接凸部間の平均山間隔は、シート粗さを三次元表面
粗さ測定器サーフコーダＳＥ－３０Ｋ（（株）小坂研究所製）により測定し、表面解析し
たものより二次元（断面）にピックアップして山間隔を測定した。また、重合体の数平均
分子量は、ＧＰＣ装置ＨＬＣ－８２２０（東ソー（株）製、ポリスチレン架橋ゲルを充填
したカラム：ＳｕｐｅｒＨ５０００／ＳｕｐｅｒＨ４０００／ＳｕｐｅｒＨ３０００）を
用いて、ＧＰＣにおけるポリスチレン換算により測定した。
さらに、表１～４において、各成分量は重量部である。
【００６５】
（製造例１）基材シート
アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合樹脂（電気化学工業社製）を用い、カレ
ンダーロール成形にて厚さ２００μｍのシートを得た。
【００６６】
（製造例２）基材シート
製造例１で得られたアクリロニトリル－ブタジエン－スチレン共重合体系シートに、エン
ボスロールにて、表面に微細凹凸構造を形成した。凹凸構造の算術平均粗さ（Ｒａ）が３
．３８μｍ、隣接凸部間の平均山間隔（Ｓｍ）が２００μｍであった。
【００６７】
（製造例３）重合体成分の製造方法
攪拌機、温度計、還流冷却器、窒素ガス導入管及び滴下ロートを備えた反応器に、表１の
（イ）成分を仕込み、窒素ガスを導入しつつ１１０℃に昇温した後、表１の（ア）成分の
混合物を滴下ロートから５時間かけて等速滴下した。次に、（ウ）成分の混合溶液を１時
間かけて等速滴下した。その後、引き続き、１１０℃で２時間攪拌した後に、５０℃まで
冷却した。冷却後に表１の（エ）成分を加えて攪拌し、重合体を合成した。
得られた重合体（Ａ－１～Ａ－３、Ｐ－１）の数平均分子量、固形分濃度を表１に示す。
なお、表１において、「サイラプレーンＦＭ－０７２１」は、メタクリル酸変性ポリジメ
チルシロキサン、重量平均分子量約５０００（チッソ（株）製）であり、「サイラプレー
ンＦＭ－０７２５」は、メタクリル酸変性ポリジメチルシロキサン、重量平均分子量約１
４０００（チッソ（株）製）である。
【００６８】
【表１】
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【００６９】
（製造例４）硬化剤の調製
表２記載の各成分を配合して、硬化剤（Ｈ－１～Ｈ－３）を調製した。
なお、表２において、「コロネートＨＸ」は、ポリイソシアナート、ＮＣＯ％＝２１．３
％（日本ポリウレタン工業（株）製）であり、「シランカップリング剤Ａ」は、エピコー
ト８２８（ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、ジャパンエポキシレジン（株）製）とアミ
ノエチルトリエトキシシランの１：２（モル比）反応物の４０％溶液である。
【００７０】
【表２】

【００７１】
（実施例１～４、比較例１）
製造例３で得られた各重合体成分に（Ｂ）成分を配合した後、酢酸ブチルで５０％濃度に
希釈し、これに製造例４で得られた硬化剤を配合して、コーティング剤を作製した。当該
コーティング剤を、製造例２で得られた基材シートの片面上に、Ｎｏ２２バーコーター（
厚みｗｅｔ：５０μｍ）を用いて塗布し、８０℃で２０分間乾燥させて筆記シートを得た
。なお、厚みｗｅｔとは、コーティング剤の塗布厚みを示す（乾燥後のコーティング剤層
の厚みではない）。
得られた筆記シートを用い、後述の方法に従って、その筆記性、消去性、防眩性を評価し
た。その結果を表３に示す。
また、コーティング剤の各成分の配合量を表３に示す。表３において「メチルシリケート
５６」は、テトラメトキシシランの縮合物（三菱化学（株）製）である。
【００７２】

【表３】

【００７３】
（実施例５～９、比較例２～３）
上記実施例において、最も結果の良かった実施例３について、Ｎｏ１０（実施例５）、Ｎ
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ｏ１４（実施例６）、Ｎｏ１８（実施例７）、Ｎｏ２２（実施例８）、Ｎｏ２６（実施例
９）、Ｎｏ２２（比較例３）のバーコーター（厚みｗｅｔ：それぞれ順に２３μｍ、３２
μｍ、４１μｍ、５０μｍ、５９μｍ、５０μｍ）をそれぞれ用いて塗布し、８０℃で２
０分間乾燥させて筆記シートを得た。
得られた筆記シートを用い、後述の方法に従って、エンボスの有無とコーティング剤の塗
布量の違いによる、光沢値、筆記性、消去性、防眩性の比較試験を行った。また、比較例
として、未コーティング（比較例２）、エンボスなし（比較例３）を用いた。結果を表４
に示す。
【００７４】
【表４】

【００７５】
（筆記シートの評価）
上記実施例及び比較例で得られた各筆記シートに、クレヨン（日本理化学工業製、キット
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パス（黒））を用いて文字や図形を描き、さらに、布製クリーナー（日本理化学工業製、
キットパス専用クリーナークロスタイプ）で拭き取り、筆記性と消去性を評価した。また
、描いた文字や図形をあらゆる角度から観察し、防眩性を評価した。いずれの評価も常温
（２３℃）で行った。評価の基準を以下に示す。なお、下記評価において△以上であれば
、本発明の筆記シートとして使用可能である。
【００７６】
［光沢値］
ＧＭ－６０光沢計（コニカミノルタ製）を用いて、６０°での各筆記シートの光沢値を測
定した。
【００７７】
［筆記性］
◎：クレヨンが良く書け、色がはっきりと見える。
○：クレヨンが表面ですべったり、文字や図形がかすれてしまうことなく、滑らかに筆記
することができる。
△：クレヨンで問題なく書けるが、色によっては薄く見えたりする。
×：クレヨンがすべったり、文字や図形がかすれてしまい、明瞭な文字や図形を描くこと
ができない。
【００７８】
［消去性］
◎：布製クリーナーで１～３回で拭き取れ、軽い力で拭き取れ、跡が残らない。
○：布製クリーナーで２～３回拭き取ることにより、クレヨン跡を残さず消すことができ
る。
○△：布製クリーナーで５～６回拭き取ることにより、クレヨン跡を残さず消すことがで
きる。
△：布製クリーナーで５～６回で拭き取れるが、クレヨンの書いた跡が若干残る。
×：布製クリーナーで何回拭いても十分に拭き取れず、跡が残り、拭いた箇所全体がクレ
ヨンの色で汚れる。
【００７９】
［防眩性］
◎：あらゆる角度から文字や図形が明瞭に見え、光の反射が全くない。
○：光が多少反射するものの、あらゆる角度から文字や図形が明瞭に見える。
○△：強い光があたるとその部分が光って見えるが、あらゆる角度から全体的に文字や図
形を確認することは可能。
△：光の反射があり、強い光があたると角度によっては文字や図形が見え難くなる。
×：光が反射してしまい、文字や図形を確認できない。
【００８０】
上記結果から、実施例の本発明の筆記シートは、クレヨンでの筆記性、消去性に優れてい
るとともに、防眩性にも優れていることが分かる。また、実施例５～９より、コーティン
グ剤の塗布厚みが薄い方が筆記性、防眩性により優れ、コーティング剤の塗布厚みが厚い
方が消去性により優れるという傾向があることが分かる。一方、比較例１では、微細凹凸
構造を有しているため筆記性と防眩性には優れるものの、本発明の（Ａ）成分でコーティ
ングされていないため消去性に劣る。比較例２では、微細凹凸構造を有しているため筆記
性と防眩性には優れるものの、コーティングされていないため消去性に劣る。比較例３で
は、コーティング処理が施されているため消去性には優れるものの、表面に微細凹凸構造
を有しないため筆記性と防眩性に劣る。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
本発明の筆記シートは、樹脂製基材シートの表面にコーティング剤層を有し、かつ、表面
に微細凹凸構造を有するため、クレヨン等を筆記具として用いた時に、筆記性と消去性の
バランスに優れ、さらに、室内照明等の光が照射されても、ぎらつきが少なく、どの方向
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